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Skdl ®ill beslutet

Bakgrund

Uppfinningen behandlar en metod f£8r elektrokemisk
plétering och etsning, en masterelektrod £&r anviandning
i metoden och en apparat f&r utfdrande av metoden i
vilken masterelektroden anvinds. Tekniken anvinds f&r

att skapa strukturer av mikro- och nanostorlek i ett
substrat.

I halvledarindustrin anvidnds idag ofta optisk litografi
for att skapa fotomasker. Vid genomlysing av en mask
avbildas minstret pd substratet. Strukturer kan sedan
skapas enligt ménstret genom etsning eller plitering.

I metoden som uppfinningen tillhdr skapas en
masterelektrod, formad enligt &nskat ménster, istdllet
for att tillverka en fotomask. Med hidlp av en
elektrolyt som transportmedium sitts sedan elektroden i
kontakt med substratet. Plitering sker di
masterlelektroden dr anod och etsning sker da
masterelektroden #r katod. Genom en elektrokemisk
process etsas eller pliteras sedan substratet enligt
masterelektrodens ménster. Férdelen med denna metod,
JAmfért med fotolitografi, #r att man undviker
processteget att avbilda ménstret i substratet innan
strukturerna skapas. Med uppfinningen finns ocksa
méjligheter att skapa mindre strukturer till lidgre pris
dn med jamférbar fotolitografi.

Metoden enligt uppfinningen l&ser tva problem, nimligen
att vid plédtering nyttja en masterelektrod férsedd med
ett elektriskt isolerande strukturlager som kan anvindas
upprepade ganger och som inte férbrukas genom slitage
och att vid etsning erhdlla en djupare etsstruktur med
hégre noggrannhet #n tidigare kidnd teknik.

Vid pliatering l&ser patenthavaren problemet genom att
vid anoden, i kaviteterna som bildas av det elektriskt
isolerande ménsterlagret, férdeponera det material som
ska plédteras. Vid etsning deponeras det upplésta
materialet i kaviteterna vid katoden. Dirigenom kommer
avstandet mellan anod och katod att vara lika stort
under hela processen. Dessutom hills elektrolytens
koncentration konstant i kaviteterna di dessa ir slutna
celler som bildas av ménstret i strukturlagret som
Pressas mellan anod och katod.

-Invindningen gdller fyra punkter:

-Tydlighet - Patentet &#r inte s& tydligt beskrivet att
en fackman kan utdva uppfinningen

~-Nyhet

~Uppfinningshéd jd

~Patentet omfattar ndgot som inte framgick av ans&kan
nidr den lamnades in
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Tydlighet ) i
Invidndaren anser att patentet enligt krav 1 inte #r si
tydligt beskrivet att en fackman kan utdva uppfinningen.
Det finns, enligt invindaren, i grundhandlingarna inte
angivet vilka material som kan pliteras eller vilken
elektrolyt som kan anvidndas. Krav la anger att
"materialet som léses upp &r ett fordeponerat
anodmaterial i kaviteterna hos masterelektroden". Det
antyder att materialet som ska plateras Ar detsamma som
anoden. Om det #r samma material skulle processen inte
avstanna da allt fordeponerat material har pldterats.
Aven anoden sjilv skulle dd bérja avge material.

Patenthavaren papekar att elektrolyten dr oviktig di
uppfinningen anvidnder sgig av en befintlig elektrokemisk
process, vilket har stdd i grundhandlingarna.
Ancdmaterialet som ni#mns i krav la dr inte av samma typ
som anoden. Uttrycket "ett fdrdeponerat anodmaterial"
ska tolkas som ett av flera mogllga material.
Grundhandlingarna stdder detta di anoden ska vara inert
i aktuell elektrolyt. Materialet kan vdljas bland
vanliga pliteringsmaterial som aterfinns i
facklitteratur.

Invindaren ifrigasitter dven hur fackmannen ska kunng
utéva uppfinningen di inte fordeponeringen beskrivs i
grundhandlingarna.

Patenthavaren argumenterar att eftersom beskrivningen
anger att etsning resulterar i deposition av material pa
katoden &dr det inte orimligt att anta att fackmannen
skulle utgid fran den informationen f&r att utfdra
férdeponeringssteget.

Invindaren fragar vad det dr som gdr att elektrod-
deposition av substratmaterial sker vid etsning. Detta
beskrivs inte i grundhandlingarna.

Patenthavaren svarar att det dr en kind process for
fackmannen. I &vrigt hdnvisas till figurerna.

Sammanfattningsvis anses kraven ha tillridckligt stéd i
begkrivningen f£8r att en fackman ska kunna utdva
uppfinningen. Som invindaren pdpekar utelimnas vissg
detaljer, men fackmannen skulle dndd, genom att anvidnda
allmidnt kinda material och processer, kunna utdva
uppflnnlngen sd som den anges i krav la och b. Genom att
pad olika sitt sjdlv kombinera dessa material och
processer skulle fackmannen kunna férfina metoden utan
uppfinningsarbete.

Nvhet )
Inviandaren anfér f&ljande dokument i sin ursprungliga inlaga:
D1: UsS4734174 A
D2: GB1098182 A
D3: W0O9945179 Al
D4: USB211771 Bl
D5: GB1600667 A
D6: US5847027 A
Forts.
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D7: W00142858 Al
D8: W09800877 Al

D1 anfdérs som nyhetshinder i den ursprungliga
invandningsskriften av den 18 november 2004. D1
beskriver en metod f&r etsning med hjidlp av en
masterelektrod och en substratyta, med mellanliggande
elektriskt isolerande strukturlager. En elektrolyt
anviands som transportmedium.

Uppfinningen enligt krav 1 skiljer sig diremot fran D1
genom sdrdraget att det uppldsta materialet deponeras
vid katodytan och att polariteten kan vindas for att
dven anvidnda metoden f&r plitering.

Vid den muntliga férhandlingen den 16 januari 2006 anfdr
invéndaren dven D3 som nyhetshinder mot krav 1. D3
beskriver ett etsningsférfarande dir man tilldter ett
utrymme pa minde #n 5 um mellan elektrod och substrat.
Uppfinningen enligt krav 1 anger inte att absolut
kontakt skulle vara ndédvindig i etsningssteget. Diremot
skiljer sig uppfinningen fran D3 genom att deposition
sker vid katoden under etsningsprocessen. Eftersom
elektrolyten i D3 cirkuleras kan ingen deposition #ga
rum vid katoden. Dessutom omfattar uppfinningen

méjligheten att vinda polariteten for att platera ett
substrat.

D3 ovriga krav &r underordnade krav 1 fir uppfinningen i
$in helhet anses uppvisa nyhet i férhdllande till de
anférda dokumenten.

Uppfinningshojd

Under invandningsprocessens gang diskuteras
uppfinningens objektiva problem.Invindaren hivdar att
det i grundhandlingarna inte finns stdd fér ndgot annat
dn att den nimnda fdrdeponeringen av material vid anoden
ger fdrdelen att noggrannheten vid plitering kan
kontrolleras genom att processen avstannar di allt
fordeponerat material dr pliterat. Det stdr dock
patenthavaren fritt att identifiera ytterligare problem
som loses genom den befintliga utformningen av
uppfinningen.

Uppfinningen enligt krav 1 skiljer sig frdn D1 genom att
deposition av upplést material sker vid katoden da )
substratet etsas. Denna process beskrivs inte nirmare i
grundhandlingarna, men far antas vara ki#nd fér
fackmannen da uppfinningen sidgs utnyttija kinda mater%al
och processer. Att det etsade materialet deponeras pi
katodytan innebdr att avstdndet mellan katodyta och
substratyta férblir konstant och att elektrolyt- ..
koncentrationen hills konstant under processen. Pa sa
vis kan substratytan etsas under kontrollerade former
och man kan uppna en djupare och noggrannare
etsstruktur. Detta problem och denna lésning beskrivs
inte i D1 och dad allt tyder pd att deposition vid
etsning saknas i D1 dr det inte troligt att en fackman
stdlld infér problemet att etsa djupt och noggrantF .
orts.
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skulle komma fram till ldsningen sa som den anges i krav
1. Dessutom omfattar uppfinningen aven méjligheten att
vdnda polariteten f&r att utféra plidtering.

Krav 1 anses darfdr ha uppfinningshéjd i férhallande
till DI.

D2 beskriver en pliteringsprocess dir material l8ses upp
frédn en anod och deponeras vid en katod med en
elektrolyt som transportmedium.

Uppfinningen enligt krav 1 skiljer sig fran D2 genom att
man f&rdeponerar material vid anoden och att det endast
dr det férdeponerade materialet som pliteras pd katoden.
Darlgenom kan masterelektroden anvindas upprepade
gdnger. Detta problem berdrs inte av D2 och D2 ger
heller ingen vigledning f&ér en fackman stidlld infér
detta problem att komma fram till l&sningen med
fdérdeponerat material och inert elektrod. Dessutom
omfattar uppfinningen #ven méjligheten att vinda
polariteten £6r att utfdéra etsning.

Krav 1 anses ddrfdr ha uppfinningshdjd i f&rhdllande
till D2.

Skillnaden mellan uppfinningen enligt krav 1 och D3 ir
att man i uppfinningen later material deponeras vid
katoden under etsningsprocessen. Detta medfdr, enligt
ovan, en djupare och noggrannare etsstruktur #n i D3.
Krav 1 nidmner visserligen inte ndgot om slutna
etsceller, men man fir anta att det &r en férutsittning
f6r att katoddeposition ska dga rum i Snskad omfattning.
D3 berdr inte problemet eller l&sningen och det Ar inte
troligt att fackmannen, med ledning av D3, skulle lésa
problemet pa det sitt som anges i uppfinningens krav 1.
Dessutom omfattar uppfinningen #ven m&jligheten att
vidnda polariteten f3r att utféra plidtering.

Krav 1 anses dirfér ha uppfinningshdjd i férhallande
till D3.

Ovriga dokument, D4-D8, anférdes av invindaren mot
osjédlvsténdiga krav. D3 det sjdlvstiéndiga krav 1 har
ansetts ha nyhet och uppfinningsh&jd beddms dessa
dokument sakna relevans och kommer dirfdr inte
diskuteras nirmare.

Patentet omfattar nigot som inte framgick av anstkan nir
den lidmnades in

Invindaren papekar vid foérhandlingen att krav 9 och 11,
i kravuppsdttningen som patenthavaren presenterar vid
forhandllngen saknar stéd i grundhandlingarna. Krav 9
innehdller en nirmare beskrivning av rengdringen av
etscellerna mellan etsstegen som inte fdrklaras i
grundhandlingarna. Krav 11 innehdller materialen guld,
tenn och legeringar, wvilka inte aterfinns i
grundhandliingarna.
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Krav 9 édndras till "att rengéringsprocessen utgéres av
ett renssteg med reverserad cellspinning", vilket har
stéd i grundhandlingarna. Patenthavaren stryker dven de
namnda materialen i krav 11.

Invindaren anmérker pid att meningarna som bdrjar med
"Detta konformala tryck..." respektive "Apparaten har
ocksd..." i sista stycket pi sidan 3 i patentskriften
saknar stéd i grundhandlingarna.

Patenthavaren stryker de fem sista raderna, som béfjar
med "Detta konformala tryck...", i sista stycket pa

sidan 3 i patenskriften. Au stryks i andra stycket pa
sidan 3.

Invindaren ifrigasitter #ven dndringen av "ledande
material" till "elektriskt ledande yta" i krav 1.

Patenthavaren svarar med att pdpeka att strukturerna
enligt fdrsta raden i fjirde stycket pd férsta sidan i
patentskriften, skapas "pd en yta" och att PWB och PCB
dr tillverkade av icke ledande substrat med metallyta,
samt att patentets ursprungliga krav nimner
"substratytan" pa rad 15. Anledningen till #ndringen &r
att "yta" férekommer flera ginger direfter.

De nya korrigerade krav som inkom 2006-02-03 anses
ddrmed ha fullt stdd i grundhandlingarna.

Slutsats

Kombinationen av plidterings- och etsmetod, samt
sdrdragen att material férdeponeras vid anoden vid
plédtering och att uppldst material deponeras vid katoden
vid etsning l&ser flera tekniska problem. Uppfinningen
konstateras ddrf8r ha teknisk effekt.

Patentet upprdtthdlls sdledes i dndrad lydelse enligt
beskrivning, patentkrav och sammandrag ingivna 2006-02-

03 och enligt ritningar ingivna 2003-08-13.
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